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relates to a CVD reactor which
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15 with a process chamber wall (6,
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\?\ 10") that is located outside the

18 —

AN N reactor housing (1). In order to
\ \ \ increase the reproducibility of
results, the functional element (9,

§ 71 21

10) is linked with the reactor wall
(3, 4) so as to elastically yield.
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(57) Zusammentassung: Die Erfindung betrifft einen CVD-Reaktor mit einer in einem Reaktorgehéduse (1) angeordneter Prozess-
kammer (2), die, Prozesskammerwandungen umfassend, einen Prozesskammerboden (7) und eine vom Prozesskammerboden (7)
mit einem Abstand (h) angeordnete Prozesskammerdecke (6) aufweist, wobei das Reaktorgehéuse (1) zumindest eine sich bei einer
Anderung des Drucks innerhalb des Reaktorgehiuses (1) geringfiigig elastisch verformbare Reaktorwandung (3, 4) besitzt, welche
Reaktorwandung (3, 4) insbesondere mittig eine Offnung (17,18) aufweist, durch die ein Funktionselement (9, 10) ragt, welches mit
einem ersten Abschnitt (9', 10") fest mit einer Prozesskammerwandung (6, 7) verbunden ist und einen zweiten Abschnitt (9", 10")
aufweist, der ausserhalb des Reaktorgehduses (1) angeordnet ist. Zur Erhhung der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist vorgese-
hen, dass das Funktionselement (9, 10) elastisch ausweichbar mit der Reaktorwandung (3, 4) verbunden ist.



WO 2005/083153 PCT/EP2005/050242

CVD-Reaktor mit Prozesskammerhdhenstabilisierung

Die Erfindung betrifft einen CVD-Reaktor mit einer in einem Reaktorgehiuse
angeordneten Prozesskammer, die, Prozesskammerwandungen umfassend,
einen Prozesskammerboden und eine vom Prozesskammerboden mit einem
Abstand angeordnete Prozesskammerdecke aufweist, wobei das Reaktorge-
hsuse zumindest eine sich bei einer Anderung des Drucks innerhalb des Reak-
torgehsuses geringfiigig elastisch verformbare Reaktorwandung besitzt, wel-
che Reaktorwandung insbesondere mittig eine Offnung aufweist, durch die ein
Funktionselement ragt, welches mit einem ersten Abschnitt fest mit einer Pro-
zesskammerwandung verbunden ist und einen zweiten Abschnitt aufweist, der

auBerhalb des Reaktorgehiuses angeordnet ist.

Derartige CVD-Reaktoren sind bekannt aus den DE 10043597 A1, DE 10043599 A1,
DE 10043600 A1, DE 10043601 A1, DE 10057134 A1, DE 10064941 A1, DE 10064942 A1,
DE 10064944 A1, DE 10124609 A1, DE 10133914 A1, DE 10136858 A1, DE 10153463 A1
und DE 10211442 AT.

Die bekannten CVD-Reaktoren besitzen ein Reaktorgehiuse, in welchem eine
Prozesskammer angeordnet ist. Das Reaktorgehiuse besitzt eine obere und

eine untere Wandung sowie eine, die Prozesskammer umgebende, seitliche
Wandung. Im Zentrum der oberen Wandung und ggf. im Zentrum der unteren
Wandung befinden sich Offnungen. Durch die Offnung der oberen Wandung,
die auch als Reaktordecke bezeichnet wird, ragt ein Gaseinlassorgan von auflen
in das Reaktorgehiuse. Durch dieses Gaseinlassorgan werden die Prozessgase
in die Prozesskammer geleitet. Ublicherweise befindet sich das Gaseinlassor-
gan im Zentrum des Reaktors und ist gleichzeitig Tréger einer die Prozess-
kammer nach oben hin begrenzenden Prozesskammerdecke. Der der Prozess-

kammerdecke gegeniiberliegende Prozesskammerboden kann entweder mit
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dem Boden des Reaktorgehiuses, mit der Reaktorgehiusewand oder mit ei-
nem eine Offnung des Bodens durchragenden Drehantriebs verbunden sein.
Die Prozesskammerhohe ist der lichte Abstand zwischen der Prozesskammer-
decke und dem Prozesskammerboden. Dieses Abstandsma@ ist fiir gewisse
innerhalb der Prozesskammer stattfindende Prozesse kritisch. Es muss kon-
stant bleiben.

Die in der Prozesskammer ablaufenden Prozesse finden bei unterschiedlichen
Totaldrucken statt, welche im Allgemeinen niedriger sind, als der Atmosphi-
rendruck. Die Totaldrucke innerhalb der Prozesskammer kénnen somit in ei-
nem Bereich zwischen Null und 1.000 mbar variieren. Einhergehend damit ver-
formen sich die als Druckbarriere dienenden Reaktordecke und Reaktorboden.
Bei dén bekannten CVD-Reaktoren ist zumindest die Prozesskammerdecke
starr mit dem in der Mitte fest mit der Prozesskammerdecke verbundenen Gas-
einlassorgan verbunden. Die Reaktordecke kann dabei vom Reaktor entfernt
werden. Damit einhergehend sind auch die Prozesskammern zum Be- und Ent-
laden gedffnet. Diese Konstruktion hat zur Folge, dass sich der Abstand zwi-
schen Prozesskammerdecke und Prozesskami;;erboden je nach Totaldruck in-
nerhalb der Prozesskammer éindern kann. Um diesem Effekt entgegenzuwirken
hat man die Prozesskammerdecke bzw. den Prozesskammerboden entspre-

chend versteift.
Zur Erhohung der Produktivitit sind groBere Prozesskammern erforderlich.
Dies fithrt zu groBeren Durchmessern der Prozesskammerwandungen und

damit zu einer Erhohung der Verformung einer Totaldruckénderung.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Mainahmen anzugeben, um die
Prozesskammerhiohe konstant zu halten.
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Gelost wird die Aufgabe durch die in den Anspriichen angegebene Erfindung.

Der Anspruch 1 sieht zunéchst und im Wesentlichen vor, dass das Funktions-
element elastisch ausweichbar mit der Reaktorwandung verbunden ist. Der
Prozesskammerboden kann dann mit geeigneten Mitteln starr mit der Prozess-
kammerdecke verbunden werden. Diese starre Verbindung erfolgt unter Um-
gehung der beiden sich gegeniiberliegenden Reaktorwandungen. Dies hat zur
Folge, dass sowohl der Reaktorboden als auch die Reaktordecke weniger steif
ausgestaltet werden kénnen. Thre Verformung wirkt sich nicht mehr auf das
AbstandsmaB zwischen Prozesskammerboden und Prozesskammerdecke aus.
Das Abstandsma8 wird vielmehr durch die Elemente definiert, die die Pro-
zesskammerdecke mit dem Prozesskammerboden verbinden. Die elastisch
ausweichbare Verbindung zwischen Funktionselement und Reaktorwandung
erfolgt insbesondere dadurch, dass das Funktionselement, also das Gaseinlas-
sorgan oder eine den Reaktorboden durchragende Antriebswelle eine Offnung
der Reaktordecke bzw. des Reaktorbodens durchgreifen. Das Gaseinlassorgan
ist dann fest mit der Prozesskammerdecke und die Antriebswelle fest mit dem
Prozesskammerboden verbunden. Der Prozesskammerboden kann gleichzeitig
einen Substrathalter ausbilden. Die Antriebswelle kann an einem im Reaktor-
gehiuse angeordneten, starr mit einer Seitenwandung des Reaktorgehéuses
oder mit dem Rand einer Wandung verbundenen Tragwerk drehgelagert sein.
Es ist aber auch moglich, dass das Tragwerk, welches die Antriebswelle
drehlagert, auBerhalb des Reaktorgehiuses angeordnet ist. Dieses kann dann
dazu verwendet werden, die Antriebswelle starr mit dem Gaseinlassorgan zu
verbinden. Die Prozesskammerdecke kann aber auch starr mit einer Seiten-
wandung oder mit dem Rand der Reaktordecke verbunden sein, da der Rand
der Reaktordecke sich bei einer Druckénderung nur geringfiigig verformt.
Letzteres ist vorteilhaft, wenn die Reaktordecke einen Deckel ausbildet, der
zum Be- und Entladen gedffnet werden kann. Der Prozesskammerboden kann
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erginzende Aggregate aufweisen, wie ein Gasableitring, eine Prozesskammer-
heizung oder Substrattriger. Letztere konnen drehbar auf dem Prozesskam-
merboden angeordnet sein. Die Offnung, auf welche das Funktionselement
durch die Reaktorwandung ragt, wird vorzugsweise mittelst eines Balges ab-
gedichtet. Dieser Balg ist ein elastisches Verbindungselement zwischen dem
Funktionselement und der dem Funktionselement zugeordneten Wandung
und besteht vorzugsweise aus Edelstahl. Ferner kann vorgesehen sein, dass
eine den Prozesskammerboden, einen Gasableitring, eine Prozesskammerhei-
zung sowie eine Antriebswelle aufweisende Baugruppe fest mit einem starren
Reaktorgehiuse angeordneten Tragwerk verbunden ist, wobei die Reaktor-
wandung sich bei Deformation innerhalb des Reaktorgehsuses gegeniiber dem
Tragwerk bewegen/ verformen kann. In einer Variante der Erfindung ist vorge-
sehen, dass die Prozesskammerdecke und der Prozesskammerboden insbe-
sondere iiber randseitige Verbindungsmittel starr miteinander verbunden sind.
Bei dieser Ausgestaltung kann die gesamte Prozesskammer somit am Gasein-
lassorgan hiingen. Die Verbindungselemente, die den Prozesskammerboden
starr mit der Prozesskammerdecke verbinden, kénnen sowohl innerhalb als
auch auBerhalb des Reaktors angeordnet sein. Diese Verbindungselemente
konnen sogar von Elementen der Wandung des Reaktors gebildet sein, die sich
in der Richtung, in der sie eine starre Verbindung ausiiben, nicht verformen. So
kann insbesondere die die Prozesskammer umgebende Seitenwandung diese
Funktion ausiiben. Es reicht aus, wenn sich die Prozesskammerdecke dort le-

diglich abstiitzt.

Ausfiithrungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand beigefiigter
Zeichnung erliutert. Es zeigen:

Figur1 ein erstes Ausfithrungsbeispiel der Erfindung im Halbschnitt,
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Figur 2 ein zweites Ausfithrungsbeispiel der Erfindung im Halbschnitt,

Figur 3 ein drittes Ausfithrungsbeispiel der Erfindung im Halbschnitt

und

Figur 4 ein viertes Ausfiithrungsbeispiel der Erfindung im Halbschnitt.

Das in den Ausfithrungsbeispielen dargestellte Reaktorgehiiuse besitzt jeweils
eine im Wesentlichen kreisscheibenformige Reaktordecke 3, der ein im Wesent-
lichen ebenfalls kreisformiger Reaktorboden 4 gegeniiberliegt. Die Quer-
schnittsform des Reaktors kann aber auch von der Rundform abweichen. Die
zwischen dem Reaktorboden 4 und der Reaktordecke 3 angeordnete Reaktor-
kammer wird seitlich von einer rohrformigen Reaktorseitenwandung 5 umge-

ben.

Die Reaktordecke 3 besitzt eine zentrale Offoung 17, durch welche ein Gasein-
lassorgan 9 in das Innere des Reaktorgehsiuses 1 ragt. Das Gaseinlassorgan 9
be-sitzt einen auBerhalb des Reaktorgehiuses 1liegenden Abschnitt 9" und
einen innerhalb des Reaktorgeh#uses 1 angeordneten Abschnitt 9'. Durch das
Gas-einlassorgan werden, wie insbesondere in den eingangs zitierten Druck-
schriften beschrieben, Prozessgase in die Prozesskammer 2 geleitet. Durch eine
Gasableitung 21 werden die Prozessgase wieder abgeleitet.

Die Prozesskammer 2 wird nach oben hin durch eine Prozesskammerdecke 6
und nach unten hin durch einen parallel zur Prozesskammerdecke 6 verlau-
fenden Prozesskammerboden 7 begrenzt. Der Prozesskammerboden 7, der von
_der Prozesskammerdecke 6 mit einem Abstand h beabstandet ist, bildet den
Substrathalter bzw. Suszeptor aus. Auf den Prozesskammerboden 7 befinden

sich in ringférmiger Anordnung um das im Zentrum angeordnete Gaseinlass-
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organ 9 die zu beschichtenden Substrate. Das aus dem Gaseinlassorgan 9 aus-
stromende Prozessgas durchstromt die kreisscheibenférmige Prozesskammer 2
vom Zentrum zur Peripherie. Die Peripherie kann nicht dargestellte Gasab-
leitmittel, inshesondere einen Gasableitring aufweisen. Die Figur 3 zeigt sche-
matisch einen derartigen Gasableitring 20.

Fbenfalls nur schematisch ist eine Heizung 19 fiir den Prozesskammerboden 7
dargestellt. Die Prozesskammerdecke 6 kann auch beheizt werden. Sowohl die
Heizung 19 als auch der Gasableitring 20 kdnnen zusammen mit dem Prozess-

kammerboden 7 eine Baugruppe ausbilden.

Die Offnung 17 der Reaktordecke 3, durch welche das Gaseinlassorgan ragt, ist
mit einem Wellbalg 12 aus Edelstahl verschlossen, so dass eine elastische Ver-
formung der Reaktordecke 3 méglich ist, ohne dass sich die Position des Gas-
einlassorganes 9 bzw. der fest mit dem Gaseinlassorgan 6 verbundenen Pro-

zesskammerdecke 6 in Bezug auf den Prozesskammerboden 7 éndert.

Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausfiithrungsbeispiel besitzt der Reaktorbo-
den 4 ebenfalls eine im Wesentlichen zentrale Offnung 18. Durch diese zentrale
Offnung 18 ragt eine Antriebswelle 10, die von nicht dargestellten, auerhalb
des Reaktorgehiuses 1 angeordneten Antriebsorganen drehangetrieben wird.
Innerhalb des Reaktorgehiuses 1 befindet sich ein Drehlager 11, an welchem
die Antriebswelle 10 fest mit einem Tragwerk 8 verbunden ist, das starr iiber
ein Verbindungselement 15 mit der Reaktorseitenwand 5 verbunden ist. Das
Verbindungselement 15 befindet sich am Rande des Reaktorbodens 4.

Am HuBeren Rand der Reaktordecke 3 befindet sich ein Verbindungselement
14, mit welchem die Prozesskammerdecke 6 starr mit dem Rand der Reaktor-
decke 8 verbunden ist. Die Riénder von Reaktordecke 3 bzw. Reaktorboden 4
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sind starr iiber die Reaktorseitenwand 5 miteinander verbunden. Zufolge die-
ses mechanischen Aufbaus ist das Drehlager 11 starr mit dem Gaseinlassorgan
verbunden. Die Prozesskammer lasst sich durch Abheben der Reaktordecke 3

offnen.

Der in das Reaktorgehsiuse 1 einragende Abschnitt 10’ der Antriebswelle 10 ist
fest mit dem Prozesskammerboden 7 verbunden, so dass die Antriebswelle 10

den Prozesskammerboden 7 drehantreiben kann.

Die mit der Bezugsziffer 19 bezeichnete, lediglich schematisch dargestellte
Heizung kann starr mit dem Tragwerk 8 direkt verbunden sein.

Die von der Antriebswelle 10 durchgriffene Offnung 18 ist von einem Wellbalg
13 abgedichtet.

Bei dem in Figur 2 dargestellten CVD-Reaktor ist die Prozesskammerdecke 6
starr mit dem Gaseinlassorgan 9 verbunden. Die Prozesskammerdecke 6 ist
dort aber unmittelbar iiber eine Prozesskammerseitenwand 16 mit dem Pro-
zesskammerboden 7 verbunden. Die Prozesskammerseitenwand 16 kann einen

Gasableitring ausbilden.

Bei dem in Figur 3 dargestellten Ausfithrungsbeispiel ist die Prozesskammer-
- decke 6 starr mittelst eines Verbindungselementes 14 mit der hohlzylinderfo r-
migen Reaktorseitenwand 5 verbunden. Sie stiitzt sich dort lediglich ab, so
dass auch hier die Prozesskammer durch Entfernen der Reaktordecke 3 offen-
bar ist. Auch das Tragwerk 8, welches iiber ein Drehlager 11 die Antriebswelle
10 trigt, ist bei diesem Ausfithrungsbeispiel mit der Reaktorseitenwand 5 ver-

bunden.
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Bei dem in Figur 4 dargestellten Ausfithrungsbeispiel ist das Drehlager 11 der
Antriebswelle 10 aulerhalb des Reaktorgehiuses 1 angeordnet. Es ist an einem
das Reaktorgehsiuse 1 auflen umgreifenden Tragwerk 8 angeordnet, an wel-
chem auch das Gaseinlassorgan 9 sitzt. Bei diesem Ausfiithrungsbeispiel sind
Gaseinlassorgan 9 und Antriebswelle 10 starr mit dem Tragwerk 8 verbunden.

Alle offenbarten Merkmale sind (fiir sich) erfindungswesentlich. In die Offen-
barung der Anmeldung wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugeho-
rigen/ beigefiigten Priorititsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) vollin-
haltlich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in
Anspriiche vorliegender Anmeldung mit aufzunehmen. In den Offenbarungs-
gehalt dieser Anmeldung werden auch die in dieser Anmeldung zitierten

Druckschriften ausdriicklich mit eingeschlossen.
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ANSPRUCHE

1. CVD-Reaktor mit einer in einem Reaktorgehiuse (1) angeordneter Prozess-
kammer (2), die, Prozesskammerwandungen umfassend, einen Prozess-
kammerboden (7) und eine vom Prozesskammerboden (7) mit einem Ab-
stand (h) angeordnete Prozesskammerdecke (6) aufweist, wobei das Reak-
torgehzuse (1) zumindest eine sich bei einer Anderung des Drucks inner-
halb des Reaktorgehiuses (1) geringfiigig elastisch verformbare Reaktor-
wandung (3, 4) besitzt, welche Reaktorwandung (3, 4) insbesondere mittig
eine Offnung (17, 18) aufweist, durch die ein Funktionselement (9, 10) ragt,
welches mit einem ersten Abschnitt (9', 10") fest mit einer Prozesskammer-
wandung (6, 7) verbunden ist und einen zweiten Abschnitt (9", 10") auf-
weist, der auBerhalb des Reaktorgehiuses (1) angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Funktionselement (9, 10) elastisch ausweichbar mit

der Reaktorwandung (3, 4) verbunden ist.

9. CVD-Reaktor nach Anspruch 1 oder inshesondere danach, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Prozesskammerboden (7) insbesondere an seinem

Rande starr mit der Prozesskammerdecke (6) verbunden ist.

8. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionse-
lement ein, eine Offnung (17) der inshesondere kreisformigen Reaktordecke
(8) durchragendes, mit der Prozesskammerdecke (3) fest verbundenes Ga-

seinlassorgan (9) ist.

4. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionse-

lement eine, eine Offnung (18) des inshesondere kreisformigen Reaktorbo-
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dens (4) durchragende Antriebswelle (10) fiir den einen Substrathalter aus-
bildenden Prozesskammerboden (7) ist.

5. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebswel-
le (10) an einem im Reaktorgehiuse angeordneten, starr mit einer Seiten-
wandung (5) des Reaktorgehiiuses oder mit dem Rand einer Wandung (4)
verbundenen Tragwerk (8) drehgelagert ist.

6. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozesskam-
merdecke (6) starr mit einer Seitenwandung (5) oder dem Rande einer Reak-
tordecke (3) verbunden ist.

7. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, gekennzeichnet durch starr mit dem Prozess-
kammerboden (7) verbundene weitere Aggregate, wie ein Gasableitring,

eine Prozesskammerheizung oder zusétzliche Substrattrager.

8. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionse-
lement (9, 10) mittels eines Wellbalges (12, 13) mit der zugeordneten Wan-
dung (8, 4) verbunden ist.

9. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass eine den Pro-
zesskammerboden (7), einen Gasableitring, eine Prozesskammerbodenhei-
zung sowie eine Antriebswelle (10) aufweisende Baugruppe fest mit einem
starr im Reaktorgehiiuse (1) angeordneten Tragwerk (8) verbunden ist, wo-
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bei die Reaktorwandung (3, 4) sich bei Druckvariation innerhalb des Reak-
torgehiuses (1) gegeniiber dem Tragwerk (8) bewegen/ verformen kann.

CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozess-
kammerdecke (6) und der Prozesskammerboden (7) mittels einer, insbe-
sondere als Gasableitring ausgebildeten Prozesskammerseitenwand (19)

starr miteinander verbunden sind.

CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass das Gaseinlas-
sorgan (9) und die Antriebswelle (10) mittels eines auerhalb des Reaktor-
gehsuses (1) angeordneten Tragw erkes (8) starr miteinander verbunden

sind.
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GEANDERTE ANSPRUCHE
beim Internationalen Biiro am 25 Juli 2005 (25.07.2005) eingegangen

urspriingliche Anspriiche 1-11 durch geénderte Anspriiche 1-11 ersetzt (3 Seiten)
CVD-Reaktor mit einer in einem Reaktorgehduse (1) angeordneter Prozess-
kammer (2), zur Durchfiihrung eines Prozesses bei Drucken zwischen 0
und 1000 Millibar, die, Prozesskammerwandungen umfassend, einen Pro-
zesskammerboden (7) und eine vom Prozesskammerboden (7) mit einem
Abstand (h) angeordnete Prozesskammerdecke (6) aufweist, wobei das Re-
aktorgehzuse (1) zumindest eine sich bei einer Anderung des Drucks inner-
halb des Reaktorgehduses (1) geringfiigig elastisch verformbare Reaktor-
wandung (3, 4) besitzt, welche Reaktorwandung (3, 4) insbesondere mittig
eine Offnung (17, 18) aufweist, durch die ein Funktionselement (9, 10) ragt,
welches mit einem ersten Abschnitt (9', 10') fest mit einer Prozesskammer-
wandung (6, 7) verbunden ist und einen zweiten Abschnitt (9", 10") auf-
weist, der auflerhalb des Reaktorgehéuses (1) angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Funktionselement (9, 10) elastisch ausweichbar mit
der Reaktorwandung (3, 4) verbunden ist, und entweder ein starr mit der
Prozesskammerdecke (6) verbundenes Gaseinlassorgan oder eine An-
triebswelle (10) fiir den einen Substrathalter ausbildenden Prozesskammer-
boden (7) ist, so dass der Prozesskammerboden (7) mit der Prozesskam-
merdecke (6) starr unter Umgehung der beiden sich gegeniiberliegenden

Reaktorwandungen (3, 4) verbunden sind.

CVD-Reaktor nach Anspruch 1 oder insbesondere danach, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Prozesskammerboden (7) insbesondere an seinem

Rande starr mit der Prozesskammerdecke (6) verbunden ist.
CVD-Reaktor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Gaseinlassorgan (9) eine Offnung (17) der insbesondere
kreisférmigen Reaktordecke (3) durchragt.

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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CVD-Reaktor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das die Antriebswelle (10) eine Offnung (18) des insbesondere
kreisformigen Reaktorbodens (4) durchragt.

CVD-Reaktor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebswelle (10) an einem im Reaktorgehéuse an-
geordneten, starr mit einer Seitenwandung (5) des Reaktorgehduses oder
mit dem Rand einer Wandung (4) verbundenen Tragwerk (8) drehgelagert

ist.

CVD-Reaktor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prozesskammerdecke (6) starr mit einer Seitenwandung (5)

oder dem Rande einer Reaktordecke (3) verbunden ist.

CVD-Reaktor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet
durch starr mit dem Prozesskammerboden (7) verbundene weitere Aggre-
gate, wie ein Gasableitring, eine Prozesskammerheizung oder zusétzliche

Substrattréiger.

CVD-Reaktor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Funktionselement (9, 10) mittels eines Wellbalges (12, 13)

mit der zugeordneten Wandung (3, 4) verbunden ist.

CVD-Reaktor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine den Prozesskammerboden (7), einen Gasableitring,
eine Prozesskammerbodenheizung sowie eine Antriebswelle (10) aufwei-
sende Baugruppe fest mit einem starr im Reaktorgehzuse (1) angeordneten

Tragwerk (8) verbunden ist, wobei die Reaktorwandung (3, 4) sich bei

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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Druckvariation innerhalb des Reaktorgehéuses (1) gegeniiber dem Trag-

werk (8) bewegen/ verformen kann.

CVD-Reaktor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Prozesskammerdecke (6) und der Prozesskammer-
boden (7) mittels einer, insbesondere als Gasableitring ausgebildeten Pro-

zesskammerseitenwand (19) starr miteinander verbunden sind.

CVD-Reaktor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gaseinlassorgan (9) und die Antriebswelle (10) mit-
tels eines aulerhalb des Reaktorgeh#uses (1) angeordneten Tragwerkes (8)

starr miteinander verbunden sind.

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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